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Наночастицы (НЧ) серебра являются объектом интенсивного изучения и 
практического применения в различных целях, например,для диагностики 
биологических объектов, создания высокочувствительных систем ит.п. 
Локальное усиление электромагнитного поля при возбуждении поверхностного 
плазмонного резонанса обуславливает уникальность свойств подобных частиц. 
При этом частота плазмонного резонанса чувствительна к изменению 
диэлектрической проницаемости среды вблизи поверхности НЧ, что позволяет 
использовать данный эффект для создания биосенсоров [1]. 

Частотой плазмонного резонанса и степенью локального усиления 
электрического поля можно управлять с помощью изменения размера и формы 
НЧ. Наибольшее усиление поля достигается вблизи участков НЧ с наименьшим 
радиусом кривизны, а также в зазорах между расположенными близко 
частицами. Поиск наноструктур с формой, позволяющей достигать высоких 
значений усиления локального поля является одной из актуальных задач 
наноплазмоники [2]. 

Нами предложена новая форма серебряных наночастиц: димеры 
искаженной треугольной формы (рис.1).  

 
Рисунок 1. Схематическое изображение димеров наночастиц искаженной треугольной 

формы: (А) вид сверху; (В) объёмное изображение 
Для получения подобных структур предполагается использование 

модификации метода коллоидной литографии, методика которого также 
разрабатывается нами в настоящее время [3,4]. 
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В данной работе с помощью компьютерного моделирования исследованы 
свойства димеров серебряных наночастиц искаженной треугольной формы. 
Показано, что в зазоре между частицами при облучении светом с поляризацией 
вдоль оси димера с λ1 = 615нм и λ2 = 760нм усиление электромагнитного поля 
достигает значений: |E|/|E0|= 20 (рис.2А) и |E|/|E0|= 34 (рис.2В) соответственно. 
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности данной системы 
для различных приложений [5]. 

 
Рисунок 2. Распределение поля при λ1 = 615нм (А) и λ2 = 760нм (В) 
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